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摘 要

觸媒在基板上的製備對奈米碳管的成核及成長極為重要,本研究以無電鍍鎳膜為觸媒，然後利用常壓熱化學氣相沉積法於矽

基板上成長奈米碳管。主要的考量為以電化學鍍膜方式，於矽基板上成長高密度多壁奈米碳管。在電化學電容器的應用方

面，我們利用石墨電極結合奈米碳管與氧化釕之複合材料電極來探討改良其電容特性的可行性。由我們的研究可獲得幾點

結論，(1)矽基板在鍍鎳前經過敏化、活化處理能使觸媒分佈均勻且析鍍時間較短，(2)觸媒厚度愈薄分佈愈均勻愈可得到管

徑小而量多的奈米碳管，(3)通入氫氣有助於抑制碳纖與碳簇生成，同時使奈米碳管之管徑減小，(4)使用氨氣在600℃下做

前處理與在800℃下成長，所得之奈米碳管密度高且碳管結構較直，(5)在電化學的量測分析上，我們發現在石墨電極上成

長奈米碳管後，再使用電鍍法將釕金屬鍍在奈米碳管上，其電化學電容器之特性更接近理想電容器，且儲存的電荷量也大

幅提升。
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